
●研究手段： 量子伝導測定

ナノ構造微細加工技術＋強磁場・低温・高圧技術

●研究テーマ： グラフェン・トポロジカル系・有機導体

(1)新奇トポロジカル相の探索・制御（QHF, CI, TI, ..）

(2)複層化原子層の電子構造と物性(Moire, SOI, ...)

(3)ベリー曲率・スピン軌道相互作用の導入・制御

原子層ディラック半金属

低次元・原子層物質のトポロジカル量子物性

原子層半導体
NiGa2S4

有機ディラック半金属
グラフェン α-(ET)2I3

多彩な原子層物質とその複合積層体

h-BN
原子層絶縁体

TMD・黒リン(BP)
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原子層ワイル半金属
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●2010年はグラフェンが、2016年はトポロジカル相がノーベル賞の受賞対象となりました。粘着テープを用いた単純な手法で層状結晶を極限まで劈開した「原子層」物質群は、これらを研究する格好の舞台を提供します。
●本研究室では、低次元物質やその極限である「原子層」物質（2次元物質）の物理の確立を目指して、グラフェンなどの各種の原子層物質（半導体・超伝導体・強相関系＝モット絶縁体）やそれらの複合積層系を作製し、強磁場・低温・圧力という極限環境を用いた量子伝導現象の研究を行っています。また原子層と相補的に、低次元有機結晶の研究も行っています。
●興味の中心は、ディラック方程式、ベリー曲率、ゲージ場、チャーン数といったキーワードに象徴されるトポロジー関連の物理です。
●「原子層科学」や「トポロジカル物性」という新しい分野で、自由な着想を持って、自主的に試料作製や物性測定を進めていく熱意のある方を歓迎します。
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